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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONDITIONING SEMICONDUCTOR WAFERS AND/OR HYBRIDS

(54) Bezeichnung:

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KONDITIONIERUNG VON HALBLEITERWAFERN
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(57) Abstract: The invention relates to a method for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids, comprising the following
steps: an at least partly closed space (1) containing a wafer/hybrid-receiving unit (10) is provided for receiving a semiconductor wafer

& and/or hybrid; and a dry fluid is directed through the wafer/hybrid-receiving unit (10) in order to temper the wafer/hybrid-receiving
unit (10), at least part of the fluid leaving the wafer/hybrid-receiving unit (10) being used for conditioning the atmosphere inside the
space (1). Also disclosed is a corresponding device for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids.
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steps: an at least partly closed space (1) containing a
waf er/ hybrid-receiving unit (10) is provided for recei vi ng a sem conduct or
wafer and/or hybrid; and a dry fluid is directed thro
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hy-
briden mit den Schritten: Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hyb-
rid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrids; und Leiten eines trockenen Fluids durch die
Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10); wobei zumindest ein Teil
des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der Atmosphére innerhalb des Raums (1)
verwendet wird. Die Erfindung schafft auch eine entsprechende Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder
Hybriden.



